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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察対象の基板を支持する支持手段と、
　液浸系の対物レンズと、
　超純水の循環経路から所定量の超純水を取り込み、該超純水を観察用の液体として前記
対物レンズの先端と前記基板との間に供給する第１の供給手段と、
　前記基板の観察後に、前記観察用の液体を除去する第１の除去手段と、
　前記循環経路から所定量の超純水を取り込み、該超純水を用いて洗浄用の液体を生成し
、該洗浄用の液体を前記基板のうち前記観察用の液体と接触していた領域に供給する第２
の供給手段と、
　前記基板の洗浄後に、前記洗浄用の液体を除去する第２の除去手段とを備えた
　ことを特徴とする液浸顕微鏡装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の液浸顕微鏡装置において、
　前記第２の供給手段は、前記洗浄用の液体を生成するために、前記循環経路から脱気後
の超純水を取り込み、または、前記循環経路から脱気前の超純水を取り込んで脱気を行い
、得られた脱気後の超純水により１種類の前記洗浄用の液体を生成して前記基板の前記領
域に供給し、
　前記１種類の洗浄用の液体は、脱気後の超純水にオゾンを濃度１ｐｐｍ以上となるまで
溶解した液体と、脱気後の超純水に水素を濃度０.６ｐｐｍ以上となるまで溶解した液体
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と、脱気後の超純水に窒素を溶解した液体と、の何れかである
　ことを特徴とする液浸顕微鏡装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の液浸顕微鏡装置において、
　前記第２の供給手段は、前記洗浄用の液体を生成するために、前記循環経路から脱気後
の超純水を取り込み、または、前記循環経路から脱気前の超純水を取り込んで脱気を行い
、得られた脱気後の超純水により２種類以上の前記洗浄用の液体を生成して前記基板の前
記領域に順に供給し、
　前記２種類以上の洗浄用の液体は、脱気後の超純水にオゾンを濃度１ｐｐｍ以上となる
まで溶解した液体と、脱気後の超純水に水素を濃度０.６ｐｐｍ以上となるまで溶解した
液体と、脱気後の超純水に窒素を溶解した液体と、の何れかである
　ことを特徴とする液浸顕微鏡装置。
【請求項４】
　請求項２または請求項３に記載の液浸顕微鏡装置において、
　前記第２の供給手段が前記洗浄用の液体として前記水素を溶解した液体を供給する際、
該水素を溶解した液体に向けて超音波を発振する発振手段を備えた
　ことを特徴とする液浸顕微鏡装置。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板の液浸観察を行う液浸顕微鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板（例えば半導体ウエハや液晶基板など）に形成された回路パターンの欠陥や異物な
どを高い分解能で観察するために、液浸系の対物レンズを用い、この対物レンズの先端と
基板との間を水などの液体で満たし、液体の屈折率(＞１)に応じて対物レンズの開口数を
大きくすることが提案されている（例えば特許文献１を参照）。また、基板の液浸観察後
に、有機溶剤やエアナイフなどによって基板を乾燥させ、乾燥後の基板をカセットに戻す
ことも提案されている。
【特許文献１】特開２００５－８３８００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上記の装置では、乾燥後の基板の表面（液体と接触していた領域）に酸化膜や
輪染みなどの汚れが付着している可能性が高く、それらの汚れが欠陥となって基板の品質
を著しく損なうことがあった。品質の低下した基板は使い物にならないため、破棄せざる
を得ない。このように、上記の装置では、基板の液浸観察を非破壊で行う（つまり非破壊
検査を行う）ことはできなかった。同様の問題は、局所液浸の状態で基板を観察する場合
に限らず、全面液浸の状態で観察する場合にも同様に起こりうる。
【０００４】
　本発明の目的は、基板の品質を損なわずに非破壊で基板の液浸観察を行える液浸顕微鏡
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の液浸顕微鏡装置は、観察対象の基板を支持する支持手段と、液浸系の対物レン
ズと、超純水の循環経路から所定量の超純水を取り込み、該超純水を観察用の液体として
前記対物レンズの先端と前記基板との間に供給する第１の供給手段と、前記基板の観察後
に、前記観察用の液体を除去する第１の除去手段と、前記循環経路から所定量の超純水を
取り込み、該超純水を用いて洗浄用の液体を生成し、該洗浄用の液体を前記基板のうち前
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記観察用の液体と接触していた領域に供給する第２の供給手段と、前記基板の洗浄後に、
前記洗浄用の液体を除去する第２の除去手段とを備えたものである。
【０００６】
　また、前記第２の供給手段は、前記洗浄用の液体を生成するために、前記循環経路から
脱気後の超純水を取り込み、または、前記循環経路から脱気前の超純水を取り込んで脱気
を行い、得られた脱気後の超純水により１種類の前記洗浄用の液体を生成して前記基板の
前記領域に供給し、前記１種類の洗浄用の液体は、脱気後の超純水にオゾンを濃度１ｐｐ
ｍ以上となるまで溶解した液体と、脱気後の超純水に水素を濃度０.６ｐｐｍ以上となる
まで溶解した液体と、脱気後の超純水に窒素を溶解した液体と、の何れかであることが好
ましい。
【０００７】
　また、前記第２の供給手段は、前記洗浄用の液体を生成するために、前記循環経路から
脱気後の超純水を取り込み、または、前記循環経路から脱気前の超純水を取り込んで脱気
を行い、得られた脱気後の超純水により２種類以上の前記洗浄用の液体を生成して前記基
板の前記領域に順に供給し、前記２種類以上の洗浄用の液体は、脱気後の超純水にオゾン
を濃度１ｐｐｍ以上となるまで溶解した液体と、脱気後の超純水に水素を濃度０.６ｐｐ
ｍ以上となるまで溶解した液体と、脱気後の超純水に窒素を溶解した液体と、の何れかで
あることが好ましい。
【０００８】
　また、前記第２の供給手段が前記洗浄用の液体として前記水素を溶解した液体を供給す
る際、該水素を溶解した液体に向けて超音波を発振する発振手段を備えることが好ましい
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の液浸顕微鏡装置によれば、基板の品質を損なわずに非破壊で基板の液浸観察を
行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を用いて本発明の実施形態を詳細に説明する。
　本実施形態の液浸顕微鏡装置１０には、図１に示す通り、観察対象の基板１０Ａを支持
するステージ部(１１～１３)と、液浸系の対物レンズ１４と、観察用の液体を供給する機
構(１５,１６)と、洗浄用の液体を供給する機構(１７～１９)と、これらの液体を除去す
る機構(２０～２２)と、各部を制御する制御部２３とが設けられる。
【００１１】
　また、液浸顕微鏡装置１０には、図示省略したが、照明光学系や観察光学系、基板１０
Ａを自動搬送する機構、ＴＴＬ方式のオートフォーカス機構なども設けられる。
　基板１０Ａは、半導体ウエハや液晶基板などである。液浸顕微鏡装置１０は、半導体回
路素子や液晶表示素子などの製造工程において、基板１０Ａに形成された回路パターンの
欠陥や異物などの液浸観察（外観検査）を行う装置である。回路パターンは、例えばレジ
ストパターンである。
【００１２】
　ステージ部(１１～１３)は、試料台１１とＺステージ１２とＸＹステージ１３とで構成
される。基板１０Ａは、例えば現像装置から搬送されて試料台１１の上面に載置され、例
えば真空吸着により固定的に支持される。試料台１１は、Ｚステージ１２により鉛直方向
に移動可能、ＸＹステージ１３により水平方向に移動可能である。
　Ｚステージ１２による鉛直方向の移動は、基板１０Ａの焦点合わせ時に行われる。焦点
合わせ動作は、制御部２３がオートフォーカス機構を用いて行う。ＸＹステージ１３によ
る水平方向の移動は、基板１０Ａの予め定めた観察点を対物レンズ１４の視野内に位置決
めするときに行われる。ＸＹステージ１３のベース部材は液浸顕微鏡装置１０の本体（鏡
基２４）の下部に固定されている。
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【００１３】
　液浸系の対物レンズ１４は、鏡基２４の上部に固定され、その先端と基板１０Ａとの間
が液浸媒質（観察用の液体）で満たされたときに、光学系の収差が補正されるように設計
されている。なお、不図示の照明光学系には照明光源が設けられ、その観察波長は例えば
可視域や紫外域である。可視域の場合は接眼レンズ２５を用いた基板１０Ａの液浸観察が
可能となる。紫外域の場合には接眼レンズ２５の代わりにＣＣＤカメラなどを設けて撮像
し、モニタ装置に表示して液浸観察を行うことが必要となる。
【００１４】
　対物レンズ１４の周辺には、観察用の液体を供給する機構(１５,１６)の吐出ノズル１
６と、洗浄用の液体を供給する機構(１７～１９)の吐出ノズル１９と、これらの液体を除
去する機構(２０～２２)の吸引ノズル２０とが、それぞれ固定的に配置されている。また
、これら吐出ノズル１６,２１と吸引ノズル２０の各先端は、図２に拡大して示す通り、
対物レンズ１４の先端近傍に位置する。
【００１５】
　吐出ノズル１６を用いて対物レンズ１４の先端と基板１０Ａとの間に観察用の液体を定
量吐出するため、吐出ノズル１６には加圧ポンプ１５（図１）が接続され、この加圧ポン
プ１５は超純水の循環経路２６の分岐点６Ａに接続される。加圧ポンプ１５と吐出ノズル
１６とで、観察用の液体を供給する機構(１５,１６)が構成される。
　また、吐出ノズル１９を用いて洗浄用の液体を定量吐出するため、吐出ノズル１９には
加圧ポンプ１８と洗浄液製造装置１７とが接続され、この洗浄液製造装置１７は超純水の
循環経路２６の分岐点６Ｂに接続される。洗浄液製造装置１７と加圧ポンプ１８と吐出ノ
ズル１９とで、洗浄用の液体を供給する機構(１７～１９)が構成される。
【００１６】
　ここで、超純水の循環経路２６について説明する。
　循環経路２６には、図３に示す通り、１次純水システム(３１,３２)で製造された純水
が取り込まれる。１次純水システム(３１,３２)には、少なくとも高圧ポンプ３１と逆浸
透膜(Ｒ/Ｏ)装置３２とが設けられる。高圧ポンプ３１の入力側は工場水源３０に接続さ
れる。工場水源３０の水（市水）は高圧ポンプ３１によって汲み上げられ、逆浸透膜(Ｒ/
Ｏ)装置３２を介して不純物が除去され、純水となる。
【００１７】
　循環経路２６では、１次純水システム(３１,３２)にて製造された純水を取り込み、２
次超純水システム(３３～３６)を介して純度をさらに高め、基板１０Ａの液浸観察に使用
可能なレベルの超純水を製造する。２次超純水システム(３３～３６)には、少なくとも循
環ポンプ３３とイオン交換樹脂(ＤＩ)３４と限外濾過フィルタ(ＵＦ)３５と脱気装置３６
とが設けられる。脱気装置３６は、超純水中に溶存する酸素の除去装置であり、例えば真
空脱気装置である。
【００１８】
　さらに、２次超純水システム(３３～３６)で製造された超純水（脱気後の超純水）は、
配管上の分岐点６Ａ,６Ｂを介して、２次超純水システム(３３～３６)の循環ポンプ３３
の上流にフィードバックされる。そして、循環ポンプ３３により、超純水の強制循環が行
われる。循環経路２６の中で超純水を強制的に循環させることにより、超純水の純度を保
ち、さらにバクテリアの繁殖を防止することもできる。
【００１９】
　１次純水システム(３１,３２)と２次超純水システム(３３～３６)とで構成された超純
水製造装置の全体が工場内に予め設置されている場合、その循環経路２６の分岐点６Ａ,
６Ｂの各々に、観察用の液体を供給する機構(１５,１６)と洗浄用の液体を供給する機構(
１７～１９)の各配管を接続することで、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０を用いた基板
１０Ａの液浸観察が可能となる。
【００２０】
　また、１次純水システム(３１,３２)のみが工場内に予め設置されている場合には、２
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次超純水システム(３３～３６)と循環経路２６とを本実施形態の液浸顕微鏡装置１０に設
け、この装置内で循環経路２６の分岐点６Ａ,６Ｂの各々に上記の機構(１５,１６)と機構
(１７～１９)の各配管が接続される。そして、装置内の循環経路２６に工場の１次純水シ
ステム(３１,３２)の出力配管を接続することで、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０を用
いた基板１０Ａの液浸観察が可能となる。
【００２１】
　循環経路２６の中の超純水は、上記した通り、基板１０Ａの液浸観察に使用可能な高い
レベルの純度に保たれ、バクテリアの繁殖も防止され、さらに、脱気されたものである。
超純水の強制循環は、液浸顕微鏡装置１０の制御部２３（図１）から吐出指令が出される
までの間、循環経路２６に沿って継続的に行われる。循環経路２６の分岐点６Ａ,６Ｂは
、ユースポイントとも呼ばれる。
【００２２】
　上記構成の液浸顕微鏡装置１０において、制御部２３は、基板１０Ａの液浸観察の前に
観察用の液体の吐出指令を出し、循環経路２６の分岐点６Ａから所定量の超純水を取り込
んで加圧ポンプ１５に送り出す。また、この所定量の超純水は、加圧ポンプ１５から吐出
ノズル１６に送られ、吐出ノズル１６の先端から観察用の液体として対物レンズ１４の先
端と基板１０Ａの観察点との間に供給され、表面張力により「液滴」を形成する。そして
、観察用の液体が局所的に供給された局所液浸の状態で基板１０Ａの液浸観察が行われる
。
【００２３】
　その後、ある観察点での液浸観察が終了すると、液浸顕微鏡装置１０の制御部２３は、
観察用の液体の除去指令を出す。上記の吸引ノズル２０を用いて基板１０Ａから観察用の
液体を除去するため、吸引ノズル２０には排液タンク２１を介して真空ポンプ２２が接続
される。吸引ノズル２０と排液タンク２１と真空ポンプ２２により、観察用の液体を除去
する機構(２０～２２)が構成される。ただし、この機構(２０～２２)は、洗浄用の液体を
除去する際にも用いられる。真空ポンプ２２の代わりに工場内の真空装置(不図示)を接続
しても良い。
【００２４】
　制御部２３から観察用の液体の除去指令が出されると、真空ポンプ２２は、排液タンク
２１と吸引ノズル２０とを介し、対物レンズ１４の先端と基板１０Ａとの間の液体を周り
の空気と一緒に吸引する。つまり基板１０Ａから除去する。吸引された液体は排液タンク
２１に導かれ、そこで空気とは選別され、排液タンク２１の中に集められる。そして空気
のみが真空ポンプ２２に導かれる。
【００２５】
　このように、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０では、基板１０Ａの液浸観察の際に、制
御部２３からの指示に基づいて、観察用の液体の供給／除去を自動で行うため、作業者に
対する負担が殆どなく、高スループットで基板１０Ａの液浸観察を行うことができる。
　また、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０では、吐出ノズル１６と吸引ノズル２０を介し
て観察用の液体を局所的に供給／除去し、基板１０Ａの観察点とその近傍のみを液浸状態
とする（つまり局所液浸の状態とする）。このため、基板１０Ａの表面における観察用の
液体との接触部分を、液浸観察に必要な最小限の範囲に制限することができる。
【００２６】
　さらに、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０では、必要なときのみ（つまり基板１０Ａの
液浸観察を開始するときのみ）、超純水の循環経路２６から所定量の超純水を取り込む。
このため、常に高品質な超純水（つまり基板１０Ａの液浸観察に使用可能な高いレベルの
純度に保たれ、バクテリアの繁殖も防止され、さらに脱気された超純水）を観察用の液体
として供給することができる。
【００２７】
　ところが、高品質な超純水にも、多少の不純物（例えば金属イオン,微粒子,バクテリア
,酸素など）は残っている。さらに、供給した直後は高品質な超純水であっても、基板１
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０Ａの液浸観察の最中に周囲から様々な物質（例えば酸素,有機物,シリカなど）が溶出し
、その水質は徐々に低下してしまう。このため、液浸観察後に基板１０Ａを乾燥させると
、乾燥後の基板１０Ａの表面（観察用の液体と接触していた領域）に酸化膜や輪染みなど
の汚れが付着してしまう。そして、これらの汚れが欠陥となって基板１０Ａの品質を著し
く損なうことがある。
【００２８】
　例えば、溶存酸素はシリコンウエハや金属に対して強烈な腐食効果があり、溶存シリカ
と化合してウエハ表面に酸化膜（例えばSiO2などの絶縁膜）を形成し、欠陥となる。有機
物(TOC)は乾燥後に輪染みの原因と成りやすい。TOC濃度とウエハ上の欠陥密度との間には
相関関係があることが知られている。シリカはウエハ表面の酸化膜の原因に成りやすい。
金属イオンは微量でもウエハ表面に付着すると、不良を発生させやすい。微粒子はウエハ
乾燥後に微細な配線パターンの間に入り込み、欠陥となる。バクテリアのような生菌は、
一旦繁殖してコロニーを形成すると、微粒子と同じ害を及ぼす。
【００２９】
　このように、基板１０Ａの液浸観察では、液浸観察の最中に基板１０Ａと観察用の液体
とを接触させるため、観察後に基板１０Ａを乾燥させると、観察用の液体と接触していた
領域に、その液体に起因する上記のような汚れが欠陥として付着し、基板１０Ａの品質を
著しく損なうことがある。そして、品質の低下した基板１０Ａは使い物にならないため、
破棄せざるをえない。
【００３０】
　そこで、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０では、基板１０Ａの品質を損なわずに非破壊
で基板１０Ａの液浸観察を行うため、観察用の液体を除去した後に、基板１０Ａの表面（
液体と接触していた領域）を洗浄するようにした。基板１０Ａの洗浄は、基板１０Ａの乾
燥後に行っても構わないが、乾燥前に行う方がより効果的である。基板１０Ａの洗浄には
、洗浄用の液体を供給する機構(１７～１９)と、その液体を除去する機構(２０～２２)と
が用いられる。
【００３１】
　液浸顕微鏡装置１０の制御部２３は、観察用の液体の除去が終了すると、洗浄用の液体
の吐出指令を出し、循環経路２６の分岐点６Ｂから所定量の超純水を取り込んで洗浄液製
造装置１７に送り出す。洗浄液製造装置１７は、電磁弁７Ａ,７Ｂとガス溶解部７Ｃと混
合部７Ｄとで構成され、分岐点６Ｂから取り込んだ超純水（脱気後の超純水）を用いて洗
浄用の液体（洗浄液）を生成する。
【００３２】
　例えば、脱気後の超純水にオゾンを溶解した液体（以下「オゾン水」）を洗浄液として
生成する場合には、オゾン源（オゾン精製装置）からのガスが用いられる。オゾンの溶解
は、その濃度が１ｐｐｍ以上となるまで行われる。このような範囲の濃度とすれば、基板
１０Ａに対する十分な洗浄効果を発揮する。オゾンを飽和するまで溶解させる必要はない
が、洗浄効果を高めるためには濃度を高くすることが好ましい。オゾン水による洗浄効果
とは、溶存酸素や溶出シリカなどに起因して形成される酸化膜の除去効果である。
【００３３】
　また、脱気後の超純水に水素を溶解した液体（以下「水素水」）を洗浄液として生成す
る場合には、水素源（例えばボンベ）からのガスが用いられる。水素の溶解は、その濃度
が０.６ｐｐｍ以上となるまで行われる。このような範囲の濃度とすれば、基板１０Ａに
対する充分な洗浄効果を発揮する。水素を飽和するまで溶解させる必要はないが、洗浄効
果を高めるためには濃度を高くすることが好ましい。水素水による洗浄効果とは、有機物
や微粒子やバクテリアなどに起因するパーティクルの除去効果である。
【００３４】
　さらに、脱気後の超純水に窒素を溶解した液体（以下「窒素水」）を洗浄液として生成
する場合には、窒素源（例えばボンベ）からのガスが用いられる。窒素の溶解により酸素
を確実に排除することができ、基板１０Ａに対する充分な洗浄効果を発揮する。窒素水に
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よる洗浄効果とは、酸化膜の形成を防ぐ効果である。窒素を飽和するまで溶解させる必要
はないが、洗浄効果を高めるためには濃度を高くすることが好ましく、飽和させることが
より好ましい。飽和させた場合には、基板１０Ａに対する酸化作用がなくなる。
【００３５】
　本実施形態では、洗浄液製造装置１７において、例えば、上記したオゾン水と水素水と
窒素水のうち何れか１種類を洗浄液として生成する。１種類の洗浄液は、基板１０Ａの洗
浄効果として最も必要なもの（例えば酸化膜の除去効果など）に応じて選択すればよい。
洗浄液を１種類とすることで基板１０Ａの洗浄を短時間で行える。
　洗浄液製造装置１７で生成された洗浄液は、加圧ポンプ１８に送られ、加圧ポンプ１８
から吐出ノズル１９に送られ、吐出ノズル１９の先端から基板１０Ａの表面（観察用の液
体と接触していた領域）に供給される。このようにして洗浄液（例えばオゾン水など）を
供給することにより、基板１０Ａの表面（液体と接触していた領域）を洗浄することがで
きる。
【００３６】
　そして基板１０Ａの洗浄後、液浸顕微鏡装置１０の制御部２３は、洗浄液の除去指令を
出す。洗浄液を除去する場合でも、観察用の液体の除去と同じ機構(２０～２２)が用いら
れ、真空ポンプ２２は、排液タンク２１と吸引ノズル２０とを介して洗浄液を周りの空気
と一緒に吸引する。つまり基板１０Ａから除去する。吸引された洗浄液は排液タンク２１
に導かれ、そこで空気とは選別され、排液タンク２１の中に集められる。そして空気のみ
が真空ポンプ２２に導かれる。
【００３７】
　このように、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０では、基板１０Ａの液浸観察の際、観察
用の液体を除去した後に、例えばオゾン水などの洗浄液を基板１０Ａの表面（観察用の液
体と接触していた領域）に供給し、その領域を洗浄するため、基板１０Ａの品質を損なわ
ずに非破壊で基板１０Ａの液浸観察を行うことができる。洗浄液の供給／除去は１回でも
構わないが、必要に応じて数回の供給／除去を繰り返すことが好ましい。繰り返し回数が
多いほど洗浄効果を高めることができる。
【００３８】
　また、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０では、基板１０Ａの品質を損なわずに非破壊で
基板１０Ａの液浸観察を行える（つまり基板１０Ａの非破壊検査を行える）ため、検査後
の基板１０Ａを破棄せずに良品として次のラインに取り込むことができ、歩留まりが向上
する。
　さらに、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０では、基板１０Ａを洗浄する際に、観察用の
液体と共通の循環経路２６から超純水を取り込むため、この循環経路２６が工場内に予め
設置されている場合には、その工場の大型化を回避できる。また、液浸顕微鏡装置１０に
循環経路２６を設けた場合には、循環経路２６を観察用と洗浄用とで共通化することによ
り、液浸顕微鏡装置１０の大型化を回避できる。
【００３９】
　また、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０では、基板１０Ａを洗浄する際に、制御部２３
からの指示に基づいて、例えばオゾン水などの洗浄液を自動で供給／除去するため、作業
者に対する負担が殆どなく、高スループットで基板１０Ａの洗浄を行える。したがって、
基板１０Ａの洗浄も含めた液浸観察全体を高スループットで行うことができる。
　さらに、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０では、吐出ノズル１９と吸引ノズル２０とを
介して局所的に洗浄液を供給／除去するため、基板１０Ａの観察点とその近傍のみ（観察
用の液体と接触していた領域のみ）を効率よく洗浄することができる。
【００４０】
　また、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０では、必要なときのみ（つまり基板１０Ａの洗
浄を開始するときのみ）、超純水の循環経路２６から所定量の超純水を取り込む。このた
め、常に高品質な超純水（つまり基板１０Ａの液浸観察に使用可能な高いレベルの純度に
保たれ、バクテリアの繁殖も防止され、さらに脱気された超純水）を用いて洗浄液を生成
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することができ、高品質な洗浄液を供給することができる。
【００４１】
　さらに、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０では、洗浄液を基板１０Ａの表面（観察用の
液体と接触していた領域）に供給する際、基板１０Ａの観察点を対物レンズ１４の視野内
に位置決めした状態（つまり観察時と同じ状態）に保つため、観察用の液体を除去した後
、基板１０Ａが乾燥する前に、素早く基板１０Ａを洗浄することができる。また、基板１
０Ａの洗浄と同時に対物レンズ１４の先端も洗浄することが可能となる。
【００４２】
　洗浄液を生成するために循環経路２６から超純水を取り込むタイミングとしては、観察
用の液体を除去した後でも構わないが、観察用の液体を除去した直後に洗浄液を供給でき
るように、観察用の液体を除去する前に循環経路２６から超純水を取り込み、洗浄液を生
成しておくことが好ましい。
　また、本実施形態の液浸顕微鏡装置１０では、循環経路２６から脱気後の超純水を取り
込んで洗浄水を生成するため、オゾンや水素や窒素などの所定のガスを効率よく超純水に
溶解させることができる。
【００４３】
　（変形例）
　なお、上記した実施形態では、オゾン水と水素水と窒素水のうち何れか１種類を洗浄液
として生成する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。オゾン水と水素水と窒素
水のうち何れか２種類以上を洗浄液として生成してもよい。この場合、２種類以上の洗浄
液を基板１０Ａの表面（観察用の液体が接触していた領域）に順に供給することが好まし
い。つまり、第１の洗浄液を供給／除去した後、第２の洗浄液を供給／除去する、という
繰り返しの手順で、異なる洗浄効果の洗浄液が混ざらないようにすることが好ましい。２
種類以上の洗浄液を順に供給することにより、種類の異なる汚れ（酸化膜や輪染みなど）
を順に除去することができ、検査後の基板１０Ａの品質をより高めることができる。
【００４４】
　また、上記した実施形態では、洗浄液の種類に拘わらず、洗浄液を供給／除去すること
によって基板１０Ａを洗浄する例で説明したが、本発明はこれに限定されない。洗浄液と
して水素水を用いる場合には、単に供給／除去するだけでなく、基板１０Ａ上の水素水を
超音波によって振動させることが好ましい。このためには、水素水に向けて超音波を発振
する手段（例えば超音波振動子）を例えば試料台１１などに取り付け、水素水が供給され
たときに超音波を発振するように制御することが考えられる。水素水を振動させることに
より、パーティクルの除去効果を高めることができる。超音波振動子などの取り付け箇所
としては、試料台１１の他、吐出ノズル１６,１９や吸引ノズル２０や対物レンズ１４な
どでも構わない。
【００４５】
　さらに、上記した実施形態では、超純水の循環経路２６の２次超純水システム(３３～
３６)に脱気装置３６を設けて、循環経路２６から脱気後の超純水を取り込んで洗浄液を
生成したが、本発明はこれに限定されない。上記の脱気装置３６は省略しても構わない。
この場合、脱気前の超純水を循環経路２６から取り込んで洗浄液を生成することになる。
　また、上記の脱気装置３６を省略し、その代わりに、循環経路２６の分岐点６Ｂと洗浄
水製造装置１７との間の配管上に同様の脱気装置を設けてもよい。この場合は、循環経路
２６から脱気前の超純水を取り込んで脱気を行い、得られた脱気後の超純水を用いて洗浄
液を生成することになる。
【００４６】
　さらに、上記の脱気装置３６を省略した場合、循環経路２６の分岐点６Ａと加圧ポンプ
１５との間の配管上には、同様の脱気装置を設けても設けなくてもよい。脱気装置を設け
ない場合には、脱気前の超純水が観察用の液体として供給されるため、この液体によって
基板１０Ａの表面に酸化膜が形成されやすくなるが、観察用の液体を除去した後、例えば
オゾン水などの洗浄液を用いて基板１０Ａを洗浄するので問題はない。
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　また、上記した実施形態では、観察用や洗浄用の液体を除去する際に、吸引ノズル２０
や真空ポンプ２２などによって液体を吸引したが、本発明はこれに限定されない。このよ
うな吸引手段に加えて、液体の乾燥手段（例えば送風手段）を設け、吸引中または吸引後
に液体を素早く乾燥させてもよい。
　さらに、対物レンズ１４の周辺に対してクリーンな窒素を供給する手段を設けてもよい
。この場合、対物レンズ１４の先端と基板１０Ａとの間に供給された液体を窒素雰囲気中
に保つことができ、液体への酸素の溶出を回避することができる。このため、酸化膜の形
成を効果的に抑えることができる。
【００４８】
　また、上記した実施形態では、観察用と洗浄用の液体を供給するために、吐出ノズル１
６,１９と加圧ポンプ１５,１８とを別々に設けたが、これらを共有するように構成しても
よい。観察用と洗浄用の液体を除去するために設けた共有の吐出ノズル２０や排液タンク
２１などは別構成としてもよい。
　さらに、上記した実施形態では、局所液浸の状態で基板１０Ａを観察する例で説明した
が、本発明はこれに限定されない。基板１０Ａの観察を全面液浸の状態で行う場合にも、
本発明を適用して同様の効果を得ることができる。この場合、基板１０Ａの全面と対物レ
ンズ１４の先端とを水没させ得る構造のステージが必要となる。そして観察後、洗浄液も
基板１０Ａの全面（つまり観察用の液体と接触していた領域）に供給する。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】液浸顕微鏡装置１０の全体構成図である。
【図２】対物レンズ１４の周辺構成を説明する拡大図である。
【図３】超純水製造装置(３１～３６)と循環経路２６とを説明する図である。
【符号の説明】
【００５０】
１０液浸顕微鏡装置 ; １０Ａ基板 ; １１～１３ステージ部 ; １４対物レンズ ;
１５,１８加圧ポンプ ; １６,１９吐出ノズル ; １７洗浄液製造装置 ;
２０吸引ノズル ; ２１排液タンク ; ２２真空ポンプ ; ２３制御部 ; ２６循環経路 ;
６Ａ,６Ｂ分岐点 ; ３１～３２ １次純水システム ; ３３～３６ ２次超純水システム
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